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Pt 촉매를 이용한 페놀의 촉매습식산화에 대한 연구  
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화학공장으로부터 배출되는 많은 산업폐수들은 고농도 유기오염물을 함유할 뿐만 아니라 생물

학적으로 분해하기가 상당하게 어렵다. 이들 유기오염물질 중에 페놀은 가장 일반적이면서 중

요한 오염물질 중의 하나이다. 왜냐하면 이들 페놀은 매우 적은 양이 환경에 배출되어도 상당한 

독성을 나타내기 때문이다.    

습식공기산화(WAO)는 유기오염물의 농도가 소각공정으로 처리하기에 매우 낮거나 독성성분

으로 인해 생물학적으로 처리하기 어려운 오염물질들을 처리하기에 매우 효과적이고 유용한 처

리공정이다. 습식공기산화는 비용해성 고분자나 폐수와 같은 총유기탄소(TOC)를 제거하는데 

이용되고 있고, 오염물질을 효율적으로 제거하기 위해 WAO공정은 473~573K의 높은 온도와 

7~15MPa의 높은 압력이 요구된다. 그러나 이런 혹독한 반응조건은 높은 장치비가 들 뿐만 아

니라 공정의 실적용에 많은 제약이 따른다. 따라서 다양한 촉매를 이용한 촉매습식산화(CWAO)

에 대한 연구가 산화반응의 조건을 완화시키기 위해서 시도 되고 있다. 촉매를 사용함으로써 보

다 낮은 온도와 압력에서 이들 공정에 의해 오염물질의 높은 제거효율을 얻을 수 있다.   

따라서 본 연구에서는 페놀의 습식산화를 Pt/Al2O3 와 Pt/CeO2 촉매를 이용하여 423K와 

1.4MPa의 반응조건에서 수행하였고 페놀의 반응경로 및 탄소성물질의 침적물에 대해서 조사

하였다.   




